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１． 緒言 

 ハロゲン化鉛ペロブスカイト太陽電池の代替材料としてビスマス系材料の研究が盛んに

おこなわれており、オキシヨウ化ビスマス（BiOI）は候補の一つとされている。BiOI は 1.7

～1.9 eVの比較的狭いバンドギャップを持ち、孤立電子対を持つ重いカチオン(Bi3+)を含んで

おり、ペロブスカイトの欠陥耐性を可能にすることが提案されている。また BiOI は大気中

で長期間安定であり、容易に合成することができる。本研究ではドロップキャスト法を用い

て BiOI薄膜の作製を行い、最適条件の検討を行った。 

 

２． 実験方法 

 BiOI粉末は Bi(NO3)3・5H2O 水溶液、KI水溶液とイオン交換水を磁気攪拌下で混合して合

成した。沈殿物をろ過により回収し、真空中 100 ℃で１時間加熱して粉末を得た。二段階ド

ロップキャスト法による薄膜作製は、Bi(NO3)3・5H2O水溶液とKI水溶液で行い、空気中100 ℃

で１時間の加熱で薄膜化した。水処理は、薄膜をイオン交換水に浸し、空気中 100 ℃で 1時

間加熱乾燥させた。加熱処理は、薄膜をさらに 180 ℃で 3時間加熱した。 

 

３． 結果と考察 

 粉末の XRD測定結果より、BiOIが合成されたことが確認できた。イオン交換水の量を増

やすことでピーク強度の減少が見られ、特に 001の強度が減少した。粉末の結果から薄膜作

製に用いる前駆体水溶液の濃度を検討した。薄膜の作製は、二段階ドロップキャスト法を用

いた。薄膜の XRD 結果から BiOIと不

純物のピークが見られた。不純物は

BiI3であると同定し、この薄膜に水処

理と加熱処理を行った。処理後の XRD

測定結果(Fig. 1)からBiI3が取り除かれ、

BiOIのみの薄膜が作製されたことが

確認できた。これは、BiI3が加水分解

および酸化により BiOIになることで、

BiI3が取り除かれたと考えられる。 
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Fig. 1 X-ray diffraction patterns of BiOI films 

prepared by drop casting method. 
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